
 機能

光学多重反射式膜厚測定装置
Thin Film Characterizer

光学多重反射式膜厚測定装置
Thin Film Characterizer

小型・汎用タイプの高分子膜厚測定装置

 ワイドな測定レンジ

1nmから100μｍまでの幅広い測定レンジ。薄膜の膨潤過程の観察に！

 環境制御が可能なフローセル

試料の裏面から測定するため、試料表面の温度や雰囲気などの環境

制御が可能！

 小型・低価格

卓上サイズで省スペース。他の薄膜分析装置にはない低価格を実現！

アンプユニット

HeNeレーザーセンサチップ、
フローセル

制御ユニット

測定・解析用
PC

レーザー用電源
光学ユニット
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 仕 様

 ソフトウェア

項 目 仕 様

測 定 方 式 光学多重反射率測定式

膜厚測定範囲 1 nm － 100μm

光 源 He-Neレーザー 波長：632.8 nm 2 mW

サンプリング速度 1.25 MS /Ｓ

寸 法 W 650 ＊ D 650 ＊ H 400（システム全体）

重 量 光学ユニット:7 kg / アンプユニット:3 kg / 制御ユニット:9 kg

電 源 AC100 V MAX １A

センサチップ 寸法:15mm×15mm t:1.0mm / 材質:BK7

 アクセサリー

解析条件・パラメータ設定

解析結果フィッティングカーブ

※本装置はJST「先端計測分析技術・機器開発プログラム」の研究成果によるものです。

本分析システムにおいては、計測
制御をおこなう「計測プログラ
ム」と、測定データから薄膜試料
の膜厚・屈折率・消衰係数を算出
する「解析プログラム」がありま
す。
「解析プログラム」では、実測し
たデータ波形に、シミュレーショ
ンによって得られる波形を近似さ
せたときの条件から膜厚や屈折率
を推定します。

「加熱用フローセル」
アルミ製のフローセルで、薄型
セラミックヒーターと制御用の
温度センサを備えています。
最大120℃までの加熱が可能で
す。

「簡易フローセル」
透明アクリル製のフローセルで、
センサチップへの送液状態を簡
単に確認することができます。
標準では、1/8 inch チューブ
が接続可能なフィッティングを
備えています。

製造・開発


